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Źródło do poziomego parowania próżniowego

Przedmiotem wynalazku jest źródło do pozio¬
mego parowania próżniowego, które może być za¬
stosowane do naparowywania cienkich warisitiw
metali, półprzewodników lub dielektryków.

Dotychiczals isltolsoiwame sposoby naparowywania
cienkich wiarsitw polegają na podlgrzewaniiu paro¬
wanego materiału w tyglu, łódce lub podobnym
źródle, przy czym pary materiału emitowane ze
źródła tworzą strumień skierowany pionowo do
góry. Strumień ten feondensiuje na podłożu uJmie-
saczonym poziomo w pewnej odległości maki źród¬
łem par.

Przedstawiony dotychczasowy .sposób pionowego
naparówywianda jesit inielkonzylstny w przypadkach
wymagaj ąjcych dwustronnego nalpariowywania
wanstw irna płytce — podłożu ma przykład takich
jak dwustronna metalizacja [płytek kwarcowych
stosowanych -do konistriufocji ogniw piezoelektrycz¬
nych lub dwustronne naparowywanie półprzewod-
miika ina płytce miki isitosiowanej do konisitruJkicji
hallltronu podwójinego, gdyż po najpairowaniiu wy-
maigainej warstwy na jedną ©tronę podłoża, trzeba
dokonać odwrócenia podłoża, co wymaga specjal¬
nego (układu mechanicznego lufo otwierania ko¬
mory próżiniowieij.

Celem wynalazku jest opracowanie źródła do
poziomego parowania próżniowego, pozwalającego
na dwuistromne naparówyiwande podłoży, bez ich.
odwracania w czasie procelsu nanoszenia warstw.
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Cel ten osiągnięto według wynalazku wykonując
źródło w postaci zamkniętej puiszJki z otworem
wylotowym stnumieniia par znajdującym się w
jednej z pionowych ścianek .bocznych. Oltwór wy¬
lotowy jest lOtoczony poziomym komiinlkiem ogra¬
niczającym rozrzut emitowanegio isitiriuimienia par,
a przekrój poprzeczny pulszlki oraz doprowadzeń
isą jednakowe,

Jednoczesne grzanie całości takiego źródła po¬
zwala na wytwarzanie .stabilnego poziomtu skie¬
rowanego strumienia par.

W|pr/0wadzenie płaskiej płytki Bjpełnialjącej rolę
radiatora, przygrzanej pośrodku dolnie,j - poziomej
ścianki źródła, warunkuje niezpacziny ispadek tem¬
peratury w porównaniu z pozostałą powierzchnią
źródła, co w przypadkach parowania metali ze
stanu ciekłego zabezpiecza przed szkodliwym peł¬
zaniem ciekłego metalu po wewnętrznych ścian¬
kach źródła. Wykonanie doprowadzeń prądowych
źródła w wyprofilowanej postaci z załamaniami
oiniemożlliwia silne deformacje całego źródła pod¬
czas grzania d zwiększa kilkakrotnie czals żywot¬
ności źródła. Deformacja źródła jest sprowadzona
do minimum na skutek przeniesienia jej do ob¬
szaru profilowanych doprowadzeń.

Umieszczenie w komorze próżniowej dwóch źró¬
deł emitujących poziome dwa strumienie pair skie-
nowane do siebie wzdłuż jednej prostej orafc u-
miiesziczenie pośrodku odległości pomiędzy źiród-
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łami podłoża, którego naparowywane powierzch¬
nie są położone pionowo i jednocześnie prosto¬
padle ido Ikiiietnumiku strumieni par, zapewnia dwu¬
stronną d jednoczesną kondensację par na pod¬
łożu, bez, jego odwracania.

Przedmiot wynalazlku jest uwidoczniony iw przy¬
kładzie wykonania na rysunku, na którym na fig.
1 przedstawione jest źródło do parowania pozio¬
mego, a na fig. 2 przedstawiony jest schemat dwu¬
stronnego naparowywania podłoży.

Z cienkiej blachy lub taśmy z metalu trudno
topliweigo, na przykład molibdenu, wolframu lub
tantalu, jest wykonana puszka 1. Połączona jest
ona z doprowadzeniami prądowymi 2, o przekro¬
ju takim marnym jalk przekrój poprzeczny puszki,
wykonanymi z -tego sarniego materiału i grzana
oporowo. Doprowaidizenia prądowe posiaidaiją zała¬
mania 3 zabezpieczające przeid deformacją całego
źródła podczas grzania. W pionowej ściance^ do
której nie jest przyłączone doprowadzenie prądo¬
we, wykonany jest otwór z (kominikiem 4, stano¬
wiący wylot strumienia par. Całość źródła według
wynalazku, wykonana jest tak, że zapewnia jed¬
norodnie grzanie ścianek puszki 1 i kominka 4.

W przypadlkach panowania materiałów niesub-
liimujących, lecz parującycih ze stanu ciekłego, na
przykład metali Ag lub Au przygrzewa się po¬
środku dolnej i poziomej ściaimki puszki 1 płytki
5, wykonanej z tego sarniego materiału co puszka
1. Płytka 5 spełnia rolę raidiatora i zabezpiecza
przed niekorzystnym pełzaniem wewńąftrz puszki
ciekłego materiału parująoetgo, co może występo¬
wać na slkutek (zakłóceń jednorodnego grzania ca¬
łości puszki 1 i kominka 4.

Dwustronne (naparowywanie podłoży z zastoso¬
waniem źródeł parowiania poziomiego, według wy¬
nalazku jest objaśnione na fliig. 2.

W komorze próżniowej na poziomym okręgu A
umieszcza się podłoże P w pozycji pionowej pła¬
szczyzny naparowywanych. Okrąg A stanowi przy
tym lobrzeże obrotowej karuzeli, obracającej się
w poziomie wokół śriodfka O, co pozwala na jed¬
noczesne -dwustronne naparowywanie feerii podło¬
ży.

W poziomej płaszczyźnie okręgu A są (Umiesz¬
czone wzdłuż promienia, po obu stronach podło¬
ża P, diwa źródła Zx i Z2 do parowania poziome¬
go, według wynalazku. Źródła te grzane jedno¬
cześnie lub kolejno, emitują poziome sitnutnianie
par Si i S2, kondenlsiujące [jednocześnie lub ko¬
lejno na obu powierzchniach nalparowywianych po¬
dłoża P.

Zastrzeżenia patentowe

H. Źródło do poziomego parowania próżniowego
cienikiicih warsitw metali, półprzewodników Łub die¬
lektryków, znamienne tym, że ma postać zamk¬
niętej puszki (1) z otworem wylotowym (4) w
ściance bocznej, otoczonym poziomym kominkiem,
oraz posiada doprowadzenia .prądowe (2) o wypro¬
filowanym kształcie z załamaniami (3).

2. Źródło według zastrz, 1, znamienne tym, że
przekrój poprzeczny puszki' (1) oraz doprowadzeń
(2) są jednakowe.

3. Źródło według zastrz. 1 ailibo 2, znamienne
tym, że posiada płaską płytkę radiator (5) przy-
grzaną pośrodku dolnej poziomej ścianki źródła,
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